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1.0bjetivos

O  desenvolvimento de NanoLitografia
(manipulagédo em escala nanométrica) é de
grande interesse e aplicagao no
desenvolvimento de dispositivos eletrénicos
pois, além de ganhos no tamanho e otimizacdo
de materiais, esse método permite a disposicéo
de varios sensores (sensors array) num mesmo
substrato o permite a construcdo de sensores
interdigitados para analise de multiplos
parémetros. O objetivo desse trabzlho foi
desenvolver uma metodologia para a
manipulagdo, por meio da técnica de
nanolitografia, de superficies poliméricas, com
a utilizacdo do Microscépio de Forga Atdmica
(AFM) para NanolLitografie de polimeros
considerando parametros de profundidade do
risco na amostra, precisdo do desenho, rigidez
da agulha, preparagdo da amostra e
conservagéo do material do substrato.

2.Materiais e Métodos

O processo de Nanolitografia constituiu em
desenho topogréfico de um poligono com 5
arestas na superficie de uma midia de CD
(Compact  Disc) com  superficie de
policarbonato. Utilizou-se um Microscépio de
Forga Atdémica (AFM), modelo diDimension V
fabricado pela Veeco Instruments Inc,
acompanhdo do pacote de software
NanoScope, para scanner de imagem,
nanolitografia e pré-tratamento das imagens.
As imagens topograficas foram obtidas
utilizando velocidade de varredura de 1 Hz,
area quadrada de 5 pm, com 256 linhas de
resolugdo. A nanolitografia foi realizada com
profundicade de 100nm, velocidades de
deslocamento sobre o plano XY a e de
deslocamento vertical Z correspondentes,
respectivamente, a 1um/s e a 10nm/s. Foi
utilizado uma agulha de silicio com constante
de mola K de cantiléver de 150N/m.

3.Resultados e discussdes

As Figuras 1 e 2 contém os dados preliminares
referentes a nanomanipulagdo de uma
superficie de midia de CD por meio da
riscagem da mesma. Ao se anzalisar as Figuras

1 e 2, observa-se que 0 poligono néo foi obtido
de maneira satisfatoria, pois as arestas néZo
ficaram ajustadas, o que sugere, pelas
dimensdes das imagns obtidas, a necessidade
de otimizagéo dos parametros que controlam

Figura 1 - Imagem topografica 2D do poligono
sobre superficie de policarbonato (Spm x5um).

Figura 2 - Imagem 3D do poligono sobre a
superficie de policarbonato.

4.Conclusdes

Utilizando a ferramenta de nanolitografia, por
meio da técnica de AFM, foi possivel obter
linhas com largura submicrométricas sobre a
superficie de um polimero numa midia de CD.
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